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１．概要（Summary） 

高アスペクト比を有する細管への成膜技術の検討は、

多岐に渡る応用先を提示するのに貢献する。今回、絶

縁性ガラス細管の内外全面への導電性膜の被覆を目指

し、産業技術総合研究所ナノプロセシング施設の原子

層堆積装置(ALD)を利用して、TiN成膜を検証した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 原子層堆積装置[FlexAL] 

【実験方法】 

内径/外径が 1.02/1.50，0.14/0.57 mmの 2種類の硼

珪酸ガラス細管に対して、ALD によりステージおよびガラ

ス細管を 350℃に加熱しながら、TiNを約 90 nm成膜し

た。成膜はテトラキスジメチルアミノチタン(TDMAT)を原

料として遠隔誘導結合プラズマ源により行った。作製した

サンプルは以下の通り： 

(i) 硼珪酸ガラス 1.02/1.50 mm(内径/外径) 

(ii) 硼珪酸ガラス 0.14/0.57 mm(内径/外径) 

硼珪酸ガラス細管の長さは共に 32 mmである。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ALDによる TiN膜成膜前後のガラス細管(i)および(ii)

の写真をFig. 1(a), (b)に示す。成膜直後の基板およびガ

ラス細管の写真をFig. 1(c)に示す。成膜後のTiN膜は光

沢のある赤紫色をしており、ガラス細管外面へ TiN 膜が

成膜されていることが確認できた。内面への被膜の成否

を確認するために、Fig. 1(a)に示すように、ガラス細管中

央部を黄色いカプトンテープでマスキングした。TiN 膜成

膜後、カプトンテープを剥がすことでガラス細管の外面中

央部を意図的に断線させ、テスターにより導通確認を行う

ことで、内面にも TiN 膜が成膜されていることを簡易的に

確認した。 
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Fig. 1 Images of glass capillaries covered with TiN 

thin film by ALD: (a) before deposition and (b) after 

deposition, (c) on Si wafer after deposition in ALD 

system. 
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